
























专利名称(译) 掩模板及其制造方法，以及有机发光二极管显示器的制造方法
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摘要(译)

掩模板包括掩模衬底和穿过掩模衬底的多个开口，掩模板的材料是单晶
硅。还提供了掩模的制造方法和有机发光二极管显示器的制造方法。
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